
















































































专利名称(译) 修饰结合分子以最小化预先存在的相互作用

公开(公告)号 US20200018754A1 公开(公告)日 2020-01-16

申请号 US16/507880 申请日 2019-07-10

[标]申请(专利权)人(译) 再生元医药公司

申请(专利权)人(译) REGENERON制药公司.

当前申请(专利权)人(译) REGENERON制药公司.

[标]发明人 CHEN JIHUA
PARTRIDGE MICHAEL
TORRI ALBERT
RAJADHYAKSHA MANOJ

发明人 SUMNER, GIANE
CHEN, JIHUA
PARTRIDGE, MICHAEL
TORRI, ALBERT
RAJADHYAKSHA, MANOJ

IPC分类号 G01N33/577 G01N33/53 C07K16/42 C07K16/28

CPC分类号 C07K16/2866 G01N2800/52 C07K2317/51 G01N33/5306 C07K2317/515 C07K2317/53 C07K2317/526 
G01N2800/24 G01N33/577 C07K16/42 C07K16/00 G01N33/54393 G01N33/6854

优先权 62/695988 2018-07-10 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开内容涉及修饰结合分子以最小化预先存在的结合相互作用，包括
被工程化以最小化或减轻由药物非特异性结合相互作用引起的样品基质
中的背景反应性的结合分子。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/08a9be7a-bbcf-46cb-897f-f689f908927e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067544330/publication/US2020018754A1?q=US2020018754A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220200018754%22.PGNR.&OS=DN/20200018754&RS=DN/20200018754

